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Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Beratung
bei Fragen zur Herstellung und Analytik von
Nanostrukturen für die Halbleiterindustrie
und die Optoelektronik

Technische Beratung bei Fragen zur
elektrischen und physikalischen
Messtechnik

Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
für Industrie, KMUs und Ausbildungsstätten

Durchführung von Serviceleistungen im
Bereich Technologie und Analytik  



Rastersonden-Mikroskopie

Nanotechnologie

        Kelvin-Force-Mikroskopie
        Rastersonden-Strom- bzw. Spannungs-
        messtechnik
        Magnetkraftmikroskopie
        Leitfähige Rasterkraftmikroskopie

Einsatzgebiete sind Topographie- und Rauig-
keitsmessungen, die Bestimmung lokaler 
Potenzial- und Stromverteilungen in mikro- und 
optoelektronischen Bauelementen, sowie die 
Messung von Magnetfeldern und Leitfähigkeit 
auf der Nanometerskala.

Der Lehrstuhl verfügt über 
einen neu eingerichteten 
modern ausgestatteten ca. 

2 120 m großen Reinraum
der Klassen 100 und 1000.

Folgende Geräte gehören
zur Reinraumausstattung:

In der Technologie können laterale Nanostruktu-
ren mit Abmessungen bis hinab zu 20 nm her-
gestellt werden. Anwendungsgebiete sind III-V 
und II-VI Verbindungshalbleiter und Halbleiter-
Metall Hybride.

Elektronenstrahl-Lithographieanlage
Aufdampfanlage, Sputteranlage
Maskenjustiergerät, Photolackschleuder
Ultraschallbonder, Vakuumofen

                                     In der Rastersonden-
                                        Mikroskopie werden
                                        derzeit vier Rasterkraft-
                                        mikroskope mit einer
                                        Ortsauflösung im 10 nm
                                        Bereich und folgenden
                                        Techniken eingesetzt:

Ultrakurzzeit-Spektroskopie

Mikro- und Nanooptik

                            Aufbauend auf zwei Piko-
                            sekunden / Femtosekunden
                            Ti-Saphir-Lasersystemen inkl.
                            Frequenzvervielfachung
                            werden im Labor für Ultra-
                            kurzzeit-Spektroskopie die
dynamischen Eigenschaften neuartiger Materia-
lien und Bauelemente untersucht.

         hochortsaufgelöste Magnetooptik
       Mikro-Photolumineszenz-Spektroskopie

Damit können optische und magnetische Eigen-
schaften von Halbleiter- und Hybridmaterialien, 
sowie von optoelektronischen Bauelementen mit 
einer Ortsauflösung kleiner 1µm bestimmt 
werden.

                                Im Labor für Mikro- und
                                   Nanooptik stehen zwei
                                   leistungsfähige Messplätze
                                   für Temperaturen zwischen
                                   3 K und Zimmertemperatur
                                   zur Verfügung. Elektrische
                                   Felder sowie magnetische
Felder bis 5 T können angelegt werden. 
Verschiedene Lasersysteme decken Anregungs-
wellenlängen zwischen 350 nm und 1 µm für 
folgende Anwendungen ab:

    zeitaufgelöste Photolumineszenz-Spektroskopie
    zeitaufgelöste Kerr-Rotation

Diese Techniken erlauben die Bestimmung von 
charakteristischen Lebensdauern, Streuzeiten 
und Spinrelaxationszeiten von Halbleitern und 
Halbleiter-Bauelementen bis in den sub-
Pikosekundenbereich.

In Kombination mit einer Streak-Kamera bzw. 
einer Micro-Channelplate werden folgende 
Messtechniken eingesetzt:

Raster-Elektronen-Mikroskopie

Präparation

         Z-Kontrast-Messungen
       parallele Elektronen-Energieverlust-
       Spektroskopie
       Convergent-Beam-Electron-Diffraction 

Es können qualitative und quantitative Element-
analysen sowie kristallographische Eigen-
schaften von Festkörpern und Nanostrukturen 
bestimmt werden. Beim RTEM werden im 
Abbildungsmodus 0,3 nm und im Analytik-Modus 
1nm Auflösung erreicht.

          Aufdampfanlage mit Elektronenstrahl-
        verdampfer
        Argon-Ionen Poliermaschine
        Dimple Grinder
        Ultraschallschneider

Erfahrung besteht in der Präparation verschiede-
ner Halbleiter-Heterostrukturen, Metall-Halbleiter 
Hybride sowie optoelektronischer Bauelemente.

Dem Labor für Elektronen-
mikroskopie stehen ein 
konventionelles 40 kV 
Raster-Elektronen-
Mikroskop und ein Raster-
Transmissions-Elektronen-
Mikroskop (RTEM) mit 
100kV mit folgenden 
Techniken zur Verfügung:

                                 Mit einer voll ausgestatteten
                                 Probenpräparation können
                                 alle Arten der Probenpräpa-
                                 ration für die Raster-
                                 Elektronen-Mikroskopie und
                                 die Raster-Transmissions-
Elektronen-Mikroskopie durchgeführt werden. 
Zur Ausstattung gehören: 
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